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１．概要（Summary） 

イオンビームで照射した蛍光体の発光量の波長依存性

を評価することを目的に試料調整、陽子ビームのプロファ

イル測定、蛍光体への照射と発光量測定を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラザフォード後方散乱(RBS)測定装置(日新ハイボルテ

ージ，AN-2000H ) 

【実験方法】 

利用者が自作した蛍光体（BaFBr:Eu）を、支援機関に

おいてカーボン両面テープに塗布して照射用試料を作

成した。ラザフォード後方散乱(RBS)測定装置で 2MeV

陽子を金ターゲットに入射し、150°方向に得られた

1.96MeV の散乱陽子を上記で作成した試料に照射した。

陽子ビームのプロファイルは市販のイメージングプレート

（IP:富士フィルム BAS-TR）で確認した。照射量は 5000

～20000p/cm2であった。作成し RBS チェンバーに設置

した蛍光体の様子を Fig.1に示す。 

IP と蛍光体からの発光量の読み出しは自施設で行っ

た。刺激光波長は 532nmおよび 650nm とした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

陽子ビームプロファイルとして、測定した IPの信号強度

分布を Fig. 2に示す。試料照射位置でのビーム径は 10

㎜程度であったが、その中において信号強度の変動は

10％程度であった。信号強度は IP へのエネルギー付与

に相当するとみなせるため、照射強度は 10 ㎜内で 10％

程度であると評価した。 

蛍光体への陽子照射の結果、発光量の刺激光波長比

（532nm/650nm）は 3 回測定で 0.35±0.05 であると明ら

かにすることができた。 

 

Fig.1 Irradiation setup. The sample fabricated in 

this cooperation, shown in red circle, is 

located in RBS chamber. 

 

Fig.2 Profile of signal intensity of imaging plate. 
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